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(57) Abstract:

(EN): Theinvention consists in amethod for producing an electrode coated with chemical elements that induce a reaction with
the humidity in the electric arc, eliminating water (H20) by a chemical reaction, drastically reducing the hydrogen (H2) content
in the solder, and a curing oven used at atemperature of 360° for five minutes for curing the polymer, preserving the physical
and chemical properties of the el ectrodes with alow hydrogen content and reactivity to any residua humidity without the need to
subject the electrode to a trestment prior to its use.

(FR): L'invention concerne un procédé de production d'une électrode revétue d'éléments chimiques induisant une réaction avec
I'humidité dans |'arc électrique, éliminant I'eau (H20) par réaction chimique, réduisant de fagon drastique la teneur en hydrogene
(H2) dans le métal de brasure, un four de durcissement étant utilisé a une température de 360°C pendant une durée de cing minutes
pour le durcissement du polymeére, permettant ainsi de conserver les propriétés physiques et chimiques des électrodes avec de
faibles teneurs en hydrogéne et une réactivité avec toute humidité résiduelle, sans nécessité de traitement préalable de I'é ectrode
avant son utilisation.

(PT): Consiste aum processo para a producdo de eletrodo revestido com elementos quimicos que proporcionam areagdo com a
umidade no arco el étrico, eliminaa égua (H20) por reacdo quimica, diminuindo drasticamente o teor de hidrogénio (H2) no metal
de solda, utiliza a uma temperatura de 360°, o forno de cura com uma duragdo de cinco minutos de cura do polimero, mantém as



propriedades fisicas e quimicas dos el etrodos com baixos teores de hidrogénio, reativos com qual quer umidade residual, sem a
necessidade de tratamento prévio do eletrodo antes do seu uso.
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